大宗或特殊氣體內微量水氣之分析技術及量測追溯概述
    隨著半導體科技之快速進展，積體電路技術進入深次微米的範疇，元件尺寸愈做愈小，製程中所使用之氣體純度直接影響了產品的效能，而在諸多不純物之中，半導體製程對於水氣尤其敏感，即使是極微量的污染亦會在不同製程階段造成嚴重影響，最終造成元件的良率及性能下降。此外，環境中含有高濃度水氣，在環境水氣極易對分析過程造成干擾之狀況下，如何對半導體廠內大量使用之大宗或特殊氣體進行微量水氣濃度分析成了一大難題。本文將針對業界常使用之技術原理及優缺點進行介紹，並簡述國家實驗室未來四年內對於微量水氣量測追溯之規劃。
